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Тонкие просветляющие покрытия в солнечных фотоэлементах способствуют увеличению количества поглощенного солнечного света и уменьшают поверхностные дефекты, которые могут снизить производительность солнечных батарей.

Основным методом получения антиотражательных покрытий является метод химического осаждения из газовой фазы. Различные его варианты сильно влияют на свойства формируемого покрытия. Критичным фактором является температура процесса. Она не должна быть выше 673 K. Помимо известных слоев SiNx:H, SiOxNy:H и SiCx:H в качестве антиотражающих и пассивирующих покрытий могут быть использованы и другие, например, гидрогенизированные оксикарбонитриды кремния SiСxNyOz:H.
С помощью метода химического осаждения из газовой фазы с плазменной и термической активацией в области температур 373-973 K. и использованием кремнийорганического соединения – 1,1,1,3,3,3 гексаметилдисилазана в смесях с кислородом и азотом получены пленки SiCxNyOz:H, обладающие разным химическим составом, прекрасными оптическими свойствами: вариацией показателя преломления пленок от 1,50 до 1,95, высокой прозрачностью (k~99.7 %) в УФ, видимой и ИК областях спектра, оптической шириной запрещенной зоны от 4,60 до 5.2 эВ. В случае использования смеси ГМДС+O2+3N2, значения показателя преломления пленок варьируются от 1,43 до 1,88, показателя пропускания в УФ и видимой (k ~90-92 %), ближней ИК (k~95 %) областях спектра.

Используя высокопрецизионные методы исследования, впервые получена исчерпывающая информация о фазовом составе пленок оксикарбонитрида кремния, экспериментально изученном с помощью РФА-СИ на станции «Прецизионная дифрактометрия и аномальное рассеяние» Сибирского центра терагерцевого и синхротронного излучения (Г.И. Будкер ИЯФ СО РАН) и разработанным анализом дифракционных спектров. Пленки являются нанокомпозитными, нанокристаллы с размером ~ 90 нм принадлежат фазам (-Si3N4, (-Si2CN4 и (-C3N4 и графита. 
[image: image1.emf]05001000150020002500

40

50

60

70

80

90

100

ГМДС +O

2

+3N

2

473 K

573 K

873 K

373 K

673 K

973 K

 

 

773 K

 

 

 

длина волны, нм

коэфф. пропускания, %

Итак, подбирая определенным образом исходный состав газовых смесей, можно широко варьировать интервал значений показателя преломления пленок оксикарбонитрида кремния, что важно для их технологического применения в оптоэлектронике и солнечной энергетике.

Рис.1. Зависимость коэффициента оптического пропускания пленок, выращенных из газовых смесей ГМДС+O2+N2 –а) и ГМДС+O2+3N2 – б) от температуры синтеза. Показаны увеличенные края полос фундаментального поглощения соответствующих кривых оптического пропускания

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 13-03-01167).
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